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Molecular Dynamics)の結果を示す.図 1(a) 
(a)モノマーイオン (b)クラスタイオン
図 1 モノマー，クラスタイオン衝突の MDシミュレーシ
ヨン
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図3 CVD法て、、成膜したダイヤモンド薄膜を平坦化加工 関4 10度でクラスタイオンを入射した時にスバッタさ






























320 units/ionと両者とも同じであるが， 20 keV， 









































2500ト c-o c-O 
a 2000~ (14でヤ0? ん刈) (15%) 
3l5O叶OIO=C- O=c帥o




Binding energy， eV Binding energy，巴V
凶6 Arクラスタを照射した PC表面の XPSスペクトル
(C1s) 出典:文献21)) 
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いる.これまで，光学多麗膜， ITO (Tin doped 


















形成した DLC のピッカース硬度は 15~30 GPa 






















また，一般的な DLC はおよそ 2000C
であるが，クラスタ援用蒸着法で形成した DLC
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